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Aijはクエンチランダム変数で、分布P(Aij) ∝ exp(DcosAij) に従う。Dはランダムネスを決








 D = 0の領域（系がフラストレーションの効果で最も乱れている状態）で解析を行った。
サイズL = 47、レプリカ数20、サンプル数256、ステップ数105、初期状態はランダムな状
態にしてシミュレーションを行った。D = 0 ではz ∝ 1/T を仮定したSG 帯磁率の緩和過
程の有限時間スケーリングに成功し、方法の有効性を支持する結果を得た。 
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